Solution for researching

Dispositivo De Purga De Gas Inerte Em Pfa De Alta Pureza Para

Anadlise De Tracos De Precursores Semicondutores Sistema De

Purga Compativel Com Nitrogénio E Argonio
Numero do item: PL-CP429

introducao

Dispositivo de purga de gas inerte de ultra-alta
pureza em PFA para deteccdo e andlise de
tracos de precursores semicondutores.
Projetado para purga com nitrogénio ou argbénio
para evitar oxidacao da amostra e
contaminacao em fluxos de trabalho
laboratoriais criticos. Construcao duravel e
resistente a produtos quimicos para pesquisa
profissional.

Saiba mais

rlEee Beneficlo Principal

Teste de Precursores
Semicondutores

Controle de Qualidade de
Fabricagéo de CI

Pesquisa de Eletrélitos de
Baterias

Sintese de Catalisadores

Andlise de Tragos Petroquimicos

Preparagdo de Nanomateriais
Avancgados

Andlise de Gases Especiais

Purga de precursores organometélicos com argénio para evitar oxidagao

antes da anélise ICP-MS.

Purga de gés de alta pureza para andlise de metais traco em produtos

quimicos de processo.

Garante a caracterizagdo precisa de precursores ALD/CVD.

Reduz o limite de detecgéo eliminando a contaminagao
baseada em materiais.

Protegendo componentes de baterias de litio sensiveis a umidade durante a Mantém a estabilidade do eletrélito para testes

extracao de solvente e purga.

Gerenciando catalisadores sensiveis ao ar durante a transicao de sintese

para analise.

Removendo fragdes volateis de matrizes de hidrocarbonetos complexas
usando deslocamento de nitrogénio.

Mantendo um ambiente inerte durante o preparo da amostra de

nanoparticulas funcionalizadas.

eletroquimicos consistentes.

Previne o envenenamento do catalisador por oxigénio
atmosférico ou umidade.

Excelente resisténcia a compostos agressivos contendo
enxofre e solventes.

Preserva a quimica da superficie e evita oxidagdo superficial
nao intencional.

Servindo como uma interface de alta pureza para amostragem e analise de Previne ruido de fundo de vazamentos atmosféricos ou

gases eletrénicos de alta pureza.

desgaseificacdo de materiais.

_ Detalhes da Especificacdao (PL-CP429)

PFA de Ultra-Alta Pureza
(Perfluoroalquilo)

Processo de Fabricacédo
Capacidade Padrao
Compatibilidade com Gas

Resisténcia Quimica

Faixa de Temperatura

Classificacdao de Pressao

Usinagem CNC de Preciséo / Fabricacdo Personalizada

30ml (Tamanhos personalizados disponiveis sob solicitagéo)
Nitrogénio (N2), Argbnio (Ar), Hélio (He) e outros gases inertes

Resisténcia a todos os solventes comuns, acidos fortes e bases

Totalmente personalizavel com base nos requisitos de temperatura da

aplicacéo especifica

Design otimizado para pressdes padrao de purga de gas (Personalizavel)
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Adaptadas para se ajustar as linhas de gas existentes e interfaces de
instrumentos analiticos

Portas de Conexao

Protocolo de Limpeza Compativel com lavagem éacida e procedimentos de limpeza de alta pureza
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